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はじめに 磁気記録媒体や磁気記憶メモリなどの高密度化には、ナノサイズでの磁化の熱安定性を確保する

ために、高い一軸磁気異方性(Ku)を有する材料が必要となる。FePt や FePd などの L10 型規則合金は高 Ku

材料の代表格であるが、Pt 等の貴金属が含まれるため高価であることが問題となっている。これまで、Co-

Fe 系[1]、Fe-Ni 系[2]において規則構造の形成による一軸磁気異方性の増大が検討されてきた。一方で、Ni-

Co 系では、多層膜における垂直磁気異方性の発現は多く報告されているものの[3]-[5]、規則構造を形成させ

る試みは少ない。そこで本研究では、貴金属や希土類元素を含まない材料系として Ni-Co 合金に着目する。

Ni および Co 層厚を原子層レベルで制御し、Ni / Co 人工格子において各層厚と磁気特性との相関を系統的に

調べた。 

実験方法 分子線エピタキシー（MBE）法を用いて、サファイア基板 a 面上に V(110) を 10 nm、Au(111) 

を 10 nm 成長した後に、Ni 層と Co 層を交互に積層させて人工格子を作製した。本研究では、およそ 0.20 

nm が一原子層に相当すると計算した。X 線回折により構造解析を行い、原子間力顕微鏡で表面形態を評価

した。磁気特性の評価には極カー効果および振動試料型磁束計を用いた。 

実験結果 図 1 に、(a)[Ni(0.6 nm) / Co(0.2 nm)]10膜と(b)[Ni(0.2nm) / Co(0.2nm)]20膜の磁化曲線をそれぞ

れ示す。いずれも膜面垂直磁場を印加した磁化曲線の角形性が高く、垂直磁化膜となっている。Ku の値は、

それぞれ 8.4×106（erg / cc）および 6.8×106（erg / cc）であり、Ni 膜厚の減少に伴い Kuは減少することが

分かった。しかしながら、一原子層レベルで交互積層させた試料においても、垂直磁化が得られたというこ

とは、各層が平坦に成長しており、原子層積層制御の効果が現れていることを示唆している。発表では、界

面磁気異方性の大きさについても議論する予定である。 
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Fig.1. Magnetization curves of (a) [Ni(0.6nm) / Co(0.2nm)]10 and (b) [Ni(0.2nm) / Co(0.2nm)]20 . 

In-plane 

Out of plane 

In-plane 

Out of plane 

(a) (b) 

-1000

-750

-500

-250

0

250

500

750

1000

M
a
g
n

e
ti

za
ti

o
n

 (
e
m

u
/c

c)

-15 -10 -5 0 5 10 15

Magnetic field (kOe)

-1000

-750

-500

-250

0

250

500

750

1000

M
a
g
n

e
ti

za
ti

o
n

 (
e
m

u
/c

c)

-15 -10 -5 0 5 10 15

Magnetic field (kOe)

3pE  6

 188 


